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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】コントラスト視野角特性の優れた垂直配向（Ｖ
Ａ）モードの液晶表示装置を提供することのできる液晶
表示装置用基板の提供。
【解決手段】基板とカラーフィルタ層との間に、基板面
の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層お
よび基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学
異方性層を含む液晶表示装置用基板。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板とカラーフィルタ層との間に、基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異
方性層および基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層を含む液晶表示
装置用基板。
【請求項２】
基板、基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層、基板面の面内方向に
光学軸を有する正の一軸性光学異方性層、及びカラーフィルタ層が、この順に含まれる請
求項１に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項３】
前記基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層上に直接、基板面の面内
方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層が形成されており、前記負の一軸性光学異
方性層が配向層として機能している請求項２に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項４】
基板、基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層、基板面の法線方向に
光学軸を有する負の一軸性光学異方性層、及びカラーフィルタ層が、この順に含まれる請
求項１に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項５】
配向層を含み、該配向層上に直接、基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異
方性層が形成されている請求項１～４のいずれか一項に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項６】
基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層がポリイミド材料からなる請
求項１～５のいずれか一項に液晶表示装置用基板。
【請求項７】
基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層または基板面の法線方向に光
学軸を有する負の一軸性光学異方性層が、少なくとも１つの反応性基を有する液晶性化合
物を含む組成物から形成された層である請求項１～６のいずれか一項に記載の液晶表示装
置用基板。
【請求項８】
前記反応性基が、ラジカル重合性基、又はカチオン重合性基である請求項７に記載の液晶
表示装置用基板。
【請求項９】
前記ラジカル重合反応性基がアクリル基又はメタクリル基からなる群から選択され、かつ
前記カチオン重合反応性基がビニルエーテル基、オキセタン基、又はエポキシ基からなる
群から選択される請求項８に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項１０】
前記基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層用の液晶性化合物がディ
スコティック液晶である請求項７～９のいずれか一項に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項１１】
前記基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層用の液晶性化合物が棒状
液晶である請求項７～１０のいずれか一項に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項１２】
前記基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層用の液晶性化合物が、少
なくとも１つのラジカル重合反応性基と、少なくとも１つのカチオン重合反応性基を共に
有する請求項８～１２のいずれか一項に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項１３】
基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層のレターデーションが、カラ
ーフィルタ層が示す色に対応してパターン状に形成されている請求項１～１２に記載に記
載の液晶表示装置用基板。
【請求項１４】
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請求項１～１３のいずれか一項に記載の液晶表示装置用基板を有する液晶表示装置。
【請求項１５】
前記液晶表示装置の配向モードがＶＡモードである請求項１４に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、液晶表示装置用基板および液晶表示装置に関する。本発明は特に、ＶＡモード
液晶表示装置に適した液晶表示装置用基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
ワードプロセッサやノートパソコン、パソコン用モニターなどのＯＡ機器、携帯端末、テ
レビなどに用いられる表示装置としては、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ Ｒａｙ Ｔｕｂｅ）が
これまで主に使用されてきた。近年、液晶表示装置が、薄型、軽量、且つ消費電力が小さ
いことからＣＲＴの代わりに広く使用されてきている。液晶表示装置（ＬＣＤ）は、液晶
セル及び偏光板を有する。偏光板は保護フィルムと偏光膜とからなり、ポリビニルアルコ
ールフィルムからなる偏光膜をヨウ素にて染色し、延伸を行い、その両面を保護フィルム
にて積層して得られる。例えば、透過型液晶表示装置では、この偏光板を液晶セルの両側
に取り付け、さらには一枚以上の光学補償シートを配置することもある。一方、反射型液
晶表示装置では、反射板、液晶セル、一枚以上の光学補償シート、及び偏光板の順に配置
する。液晶セルは、液晶分子、それを封入するための二枚の基板及び液晶分子に電圧を加
えるための電極層からなる。液晶セルは、液晶分子の配向状態の違いで、ＯＮ、ＯＦＦ表
示を行い、透過型、反射型及び半透過型のいずれにも適用でき、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ 
Ｎｅｍａｔｉｃ）、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）、ＯＣＢ（Ｏｐｔ
ｉｃａｌｌｙ Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｏｒｙ Ｂｅｎｄ）、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ Ａ
ｌｉｇｎｅｄ）、ＥＣＢ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｂｉｒｅｆ
ｒｉｎｇｅｎｃｅ）、ＳＴＮ（Ｓｕｐｅｒ Ｔｗｉｓｔｅｄ Ｎｅｍａｔｉｃ）のような表
示モードが提案されている。しかしながら、従来の液晶表示装置で表示し得る色やコント
ラストは、ＬＣＤを見る時の角度によって変化する。そのため、液晶表示装置の視野角特
性は、ＣＲＴの性能を越えるまでには至っていない。
【０００３】
視野角特性を改良するために、視野角補償用位相差フィルムが適用されてきた。これまで
に上述の様々の表示モードに対して種々の光学特性を有する位相差フィルムを用いること
により、優れたコントラスト視野角特性を有するＬＣＤが提案されている。特にＯＣＢ、
ＶＡ、ＩＰＳの３つのモードは広視野角モードとして全方位に渡り広いコントラスト視野
角特性を有するようになり、近年では、４０インチを超える大サイズＬＣＤもテレビ用途
として既に家庭に普及し始めている。
【０００４】
ＶＡモードは、正面から見た場合の表示特性がＴＮモードと同様に優れているのみならず
、光学補償フィルムを適用することで広い視野角特性を発現することもあり、現在最も普
及しているＬＣＤモードとなっている。ＶＡモードでは、フィルム面の方向に正の屈折率
異方性を有する一軸配向性位相差板（正のａ－ｐｌａｔｅ）とフィルム面に垂直な方向に
光学軸を有する負の一軸性位相差板（負のｃ－ｐｌａｔｅ）を用いることでより広い視野
角特性を実現できる（特許文献１参照）。
【０００５】
一方、位相差フィルムは粘着剤を介して偏光板とある特定の角度をなすように貼り合わせ
て用いられるため、偏光板、位相差フィルムと比較して屈折率の小さい粘着剤界面におい
て界面反射に起因するコントラスト低下が生じてしまう。また、位相差フィルムは温湿度
による寸度変化を起こしてしまうため、ＬＣＤのコーナームラも問題視されている。その
ため、近年では、液晶表示装置用基板において位相差層を形成する方法がいくつか提案さ
れてきている。（例えば非特許文献１）。
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【０００６】
液晶表示装置用基板に位相差層を作製する際、カラーフィルタ層形成後に位相差層を形成
すると、カラーフィルタ層表面の凹凸に起因する位相差層の配向不良や、位相差層形成時
のUV露光や熱処理に起因するカラーフィルタの退色による画素の表示不良が問題となり得
る。例えば、特許文献２に開示があるように、位相差層を形成したあとに、カラーフィル
タ層を形成することにより、上記問題は回避できるが、正のａ－ｐｌａｔｅ層と負のｃ－
ｐｌａｔｅ層を同時に有する液晶表示装置用基板において、位相差層を形成したあとに、
カラーフィルタ層が形成されている例はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－１５３８０２号公報（第１２－１３頁、図５４）
【特許文献２】特開２００８－２８１９８９号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＳＩＤ　１５／３，２００７　１９３
－１９７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明の課題は、コントラスト視野角特性の優れた垂直配向（ＶＡ）モードの液晶表示装
置を提供することのできる液晶表示装置用基板、およびそれを用いて作製した液晶表示装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは鋭意研究の結果、基板とカラーフィルタ層との間に負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異
方性層及び正a－ｐｌａｔｅ光学異方性層の双方を有する液晶表示装置用基板の作製に成
功し、作製した液晶表示装置用基板が液晶表示装置の視野角特性を改善に十分に寄与して
いることを見出し、この知見をもとに本発明を完成させた。
【００１１】
本発明はすなわち以下の［１］～［１５］を提供するものである。
［１］基板とカラーフィルタ層との間に、基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性
光学異方性層および基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層を含む液
晶表示装置用基板。
［２］基板、基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層、基板面の面内
方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層、及びカラーフィルタ層が、この順に含ま
れる［１］に記載の液晶表示装置用基板。
【００１２】
［３］前記基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層上に直接基板面の
面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層が形成されており、前記負の一軸性光
学異方性層が配向層として機能している［２］に記載の液晶表示装置用基板。
［４］基板、基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層、基板面の法線
方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層、及びカラーフィルタ層が、この順に含ま
れる［１］に記載の液晶表示装置用基板。
［５］配向層を含み、該配向層上に直接、基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性
光学異方性層が形成されている［１］～［４］のいずれか一項に記載の液晶表示装置用基
板。
【００１３】
［６］基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層がポリイミド材料から
なる［１］～［５］のいずれか一項に液晶表示装置用基板。
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［７］基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層または基板面の法線方
向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層が、少なくとも１つの反応性基を有する液晶
性化合物を含む組成物から形成された層である［１］～［６］のいずれか一項に記載の液
晶表示装置用基板。
［８］前記反応性基が、ラジカル重合性基、又はカチオン重合性基である［７］に記載の
液晶表示装置用基板。
【００１４】
［９］前記ラジカル重合反応性基がアクリル基又はメタクリル基からなる群から選択され
、かつ前記カチオン重合反応性基がビニルエーテル基、オキセタン基、又はエポキシ基か
らなる群から選択される［８］に記載の液晶表示装置用基板。
［１０］前記基板面の法線方向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層用の液晶性化合
物がディスコティック液晶である［７］～［９］のいずれか一項に記載の液晶表示装置用
基板。
［１１］前記基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層用の液晶性化合
物が棒状液晶である［７］～［１０］のいずれか一項に記載の液晶表示装置用基板。
【００１５】
［１２］前記基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層用の液晶性化合
物が、少なくとも１つのラジカル重合反応性基と、少なくとも１つのカチオン重合反応性
基を共に有する［８］～［１２］のいずれか一項に記載の液晶表示装置用基板。
［１３］基板面の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層のレターデーション
が、カラーフィルタ層が示す色に対応してパターン状に形成されている請求項［１］～［
１２］に記載に記載の液晶表示装置用基板。
［１４］［１］～［１３］のいずれか一項に記載の液晶表示装置用基板を有する液晶表示
装置。
［１５］前記液晶表示装置の配向モードがＶＡモードである請求項［１４］に記載の液晶
表示装置。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の液晶表示装置用基板は、製造工程においてカラーフィルタ層の性能の影響を与え
る負荷が少ないと同時に、ＶＡモード液晶表示装置のコントラスト視野角を改善すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例で作成したカラーフィルタ基板１～８の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明を詳細に説明する。なお、本明細書において「～」とはその前後に記載され
る数値を下限値および上限値として含む意味で使用される。
【００１９】
本明細書において、角度について「実質的に」とは、厳密な角度との誤差が±５°未満の
範囲内であることを意味する。さらに、厳密な角度との誤差は、４°未満であることが好
ましく、３°未満であることがより好ましい。また、Ｒｅが実質的に０であるとは、Ｒｅ
が５ｎｍ以下であることを意味する。なお、本明細書において、「可視光」とは、波長が
４００～７００ｎｍの光のことをいう。
【００２０】
本発明の液晶表示装置用基板は、基板とカラーフィルタ層との間に、基板面の面内方向に
光学軸を有する正の一軸性光学異方性層および基板面の法線方向に光学軸を有する負の一
軸性光学異方性層を含むことを特徴とする。本明細書において、上記の「基板面の法線方
向に光学軸を有する負の一軸性光学異方性層」を「負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層」とい
う場合があり、また、「基板の面内方向に光学軸を有する正の一軸性光学異方性層」を「
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正ａ－ｐｌａｔｅ光学異方性層」という場合がある。
なお、本明細書において特に言及しない場合は、「液晶表示装置用基板」と「基板」は通
常区別して用いられる。
【００２１】
以下、本発明の液晶表示装置用基板について、材料、製造方法等を、詳細に説明する。た
だし、本発明はこの態様に限定されるものではなく、他の態様についても、以下の記載お
よび従来公知の方法を参考にして実施可能であって、本発明は以下に説明する態様に限定
されるものではない。
【００２２】
［基板］
本発明の液晶表示装置用基板に用いられる基板は、透明であれば特に限定はなく、表面に
酸化ケイ素皮膜を有するソーダガラス板、低膨張ガラス、ノンアルカリガラス、石英ガラ
ス板等の公知のガラス板でも、ポリマーからなる透明基板でもよい。液晶表示装置用の場
合、液晶駆動時の高温に耐えうるための耐熱性を有することが好ましい。そのような耐熱
性基板としては、ガラス板もしくはポリイミド、ポリエーテルスルホン、耐熱性ポリカー
ボネート、ポリエチレンナフタレートが好ましく、特に価格、透明性、耐熱性の観点から
ガラス板が好ましい。また、基板は、予めカップリング処理を施しておくことにより、転
写接着層との密着を良好にすることができる。該カップリング処理としては、特開２００
０－３９０３３号公報記載の方法が好適に用いられる。尚、特に限定されるわけではない
が、基板の膜厚としては、１００～１２００μｍが一般的に好ましく、３００～１０００
μｍが特に好ましい。
【００２３】
［光学異方性層］
本発明の光学異方性層は、位相差を測定したときにＲｅが実質的に０でない入射方向が一
つでもある、即ち等方性でない光学特性を有していれば特に限定はない。光学特性を制御
しやすいなどの観点から、少なくとも一種の液晶性化合物を含有する液晶層に紫外線を照
射することで硬化させて形成された層であることが好ましい。また、光学異方性層の光学
特性は、例えば、液晶性化合物の種類や、混合する配向剤の種類又は添加量、配向膜の種
類や配向膜のラビング処理条件、又は紫外線の照射条件等によって好ましい範囲に調整す
ることができる。光学異方性層の厚さは、０．１～２０μｍであることが望ましく、０．
５～１０μｍであることがさらに望ましい。以下、液晶性化合物を含む組成物から形成さ
れる光学異方性層について説明する。
【００２４】
［液晶性化合物］
一般的に、液晶性化合物はその形状から、棒状タイプと円盤状タイプに分類できる。さら
にそれぞれ低分子と高分子タイプがある。高分子とは一般に重合度が１００以上のものを
指す（高分子物理・相転移ダイナミクス，土井　正男　著，２頁，岩波書店，１９９２）
。
本発明において、正ａ－ｐｌａｔｅ光学異方性層は棒状液晶性化合物を含む組成物から形
成されることが好ましく、負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層は、ディスコティック液晶性化
合物または棒状液晶性化合物とカイラル剤とを含む組成物から形成されることが好ましい
。
【００２５】
液晶性化合物を含む組成物としては、重合反応により硬化して層となるため温度変化や湿
度変化を小さくすることができる等のメリットを有する硬化性液晶組成物が好ましい。そ
のため、前記組成物は、反応性基等の重合性成分を含有していることが望ましい。液晶性
化合物そのものが重合性であっても、別途重合性モノマーを添加してもよいが、液晶性化
合物そのものが重合性であることが好ましく、前記組成物は、少なくとも分子中に反応性
基を２個以上有する液晶性化合物を少なくとも１つ含むことがさらに好ましい。液晶性化
合物は二種類以上の混合物でもよく、その場合少なくとも１つが２以上の反応性基を有し
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ていることが好ましい。また、液晶性化合物は、最終的な光学異方性層での形態において
液晶性である必要はなく、例えば、光学異方性層においては、前記組成物中の熱、光等に
対する反応性基を有する液晶性化合物が、熱、光等で反応により重合または架橋して高分
子量化し液晶性を失っていてもよい。
【００２６】
正の一軸性光学異方性層形成用の液晶化合物として、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノ
ビフェニル類、シアノフェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボ
ン酸フェニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミ
ジン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類および
アルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類が好ましく用いられる。さらに、下記一般式
（Ｉ）で表される棒状液晶性化合物が特に好ましく用いられる。一般式（Ｉ）中、Ｑ１お
よびＱ２はそれぞれ独立に、反応性基であり、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３およびＬ４はそれぞれ独
立に、単結合または二価の連結基を表すが、Ｌ３およびＬ４の少なくとも一方は、－Ｏ－
ＣＯ－Ｏ－が好ましい。Ａ１およびＡ２はそれぞれ独立に、炭素原子数２～２０のスペー
サ基を表す。Ｍはメソゲン基を表す。
一般式（Ｉ）：Ｑ１－Ｌ１－Ａ１－Ｌ３－Ｍ－Ｌ４－Ａ２－Ｌ２－Ｑ２

【００２７】
以下に、上記一般式（Ｉ）で表される正の一軸性光学異方性層形成用の液晶化合物につい
てさらに詳細に説明する。式中、Ｑ１およびＱ２は、それぞれ独立に、反応性基である。
反応性基の重合反応は、付加重合（開環重合を含む）または縮合重合であることが好まし
い。換言すれば、反応性基は付加重合反応または縮合重合反応が可能な反応性基であるこ
とが好ましい。以下に反応性基の例を示す。
【００２８】
【化１】

【００２９】
　Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３およびＬ４で表される二価の連結基としては、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ



(8) JP 2010-197921 A 2010.9.9

10

20

30

40

Ｏ－、－ＮＲ２－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＯ－ＮＲ２－、－ＮＲ２－Ｃ
Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－、－Ｏ－ＣＯ－ＮＲ２－、－ＮＲ２－ＣＯ－Ｏ－、およびＮＲ２－Ｃ
Ｏ－ＮＲ２－からなる群より選ばれる二価の連結基であることが好ましい。上記Ｒ２は炭
素原子数が１～７のアルキル基または水素原子である。この場合、Ｌ３およびＬ４の少な
くとも一方は、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－（カーボネート基）である。前記式（Ｉ）中、Ｑ１－Ｌ
１およびＱ２－Ｌ２－は、ＣＨ２＝ＣＨ－ＣＯ－Ｏ－、ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）－ＣＯ－Ｏ
－およびＣＨ２＝Ｃ（Ｃｌ）－ＣＯ－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－が好ましく、ＣＨ２＝ＣＨ－ＣＯ－
Ｏ－が最も好ましい。
【００３０】
　Ａ１およびＡ２は、炭素原子数２～２０を有するスペーサ基を表す。炭素原子数２～１
２のアルキレン基、アルケニレン基、およびアルキニレン基が好ましく、特にアルキレン
基が好ましい。スペーサ基は鎖状であることが好ましく、隣接していない酸素原子または
硫黄原子を含んでいてもよい。また、前記スペーサ基は、置換基を有していてもよく、ハ
ロゲン原子（フッ素、塩素、臭素）、シアノ基、メチル基、エチル基が置換していてもよ
い。
【００３１】
　Ｍで表されるメソゲン基としては、すべての公知のメソゲン基が挙げられる。特に下記
一般式（II）で表される基が好ましい。
　一般式（II）：－（－Ｗ１－Ｌ５）ｎ－Ｗ２－
式中、Ｗ１およびＷ２は各々独立して、二価の環状アルキレン基もしくは環状アルケニレ
ン基、二価のアリール基または二価のヘテロ環基を表し、Ｌ５は単結合または連結基を表
し、連結基の具体例としては、前記式（Ｉ）中、Ｌ１～Ｌ４で表される基の具体例、－Ｃ
Ｈ２－Ｏ－、および－Ｏ－ＣＨ２－が挙げられる。ｎは１、２または３を表す。
【００３２】
Ｗ１およびＷ２としては、１，４－シクロヘキサンジイル、１，４－フェニレン、ピリミ
ジン－２，５－ジイル、ピリジン－２，５ジイル、１，３，４－チアジアゾール－２，５
－ジイル、１，３，４－オキサジアゾール－２，５－ジイル、ナフタレン－２，６－ジイ
ル、ナフタレン－１，５－ジイル、チオフェン－２，５－ジイル、ピリダジン－３，６－
ジイルが挙げられる。１，４－シクロヘキサンジイルの場合、トランス体およびシス体の
構造異性体があるが、どちらの異性体であってもよく、任意の割合の混合物でもよい。ト
ランス体であることがより好ましい。Ｗ１およびＷ２は、それぞれ置換基を有していても
よい。置換基としては、ハロゲン原子（フッ素、塩素、臭素、ヨウ素）、シアノ基、炭素
原子数１～１０のアルキル基（メチル基、エチル基、プロピル基など）、炭素原子数１～
１０のアルコキシ基（メトキシ基、エトキシ基など）、炭素原子数１～１０のアシル基（
ホルミル基、アセチル基など）、炭素原子数１～１０のアルコキシカルボニル基（メトキ
シカルボニル基、エトキシカルボニル基など）、炭素原子数１～１０のアシルオキシ基（
アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基など）、ニトロ基、トリフルオロメチル基、ジ
フルオロメチル基などが挙げられる。
【００３３】
　前記一般式（II）で表されるメソゲン基の基本骨格で好ましいものを、以下に例示する
。これらに上記置換基が置換していてもよい。
【００３４】



(9) JP 2010-197921 A 2010.9.9

10

20

30

40

【化２】

【００３５】
　以下に、前記一般式（Ｉ）で表される化合物の例を示すが、本発明はこれらに限定され
るものではない。なお、一般式（Ｉ）で表される化合物は、特表平１１－５１３０１９号
公報に記載の方法で合成することができる。
【００３６】
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【００３７】
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【００３８】
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【化５】

【００３９】
【化６】
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【００４０】
［負の一軸性光学異方性層］
負の一軸性光学異方性層形成用の化合物としては、例えば、ディスコティック液晶化合物
、ポリイミド材料およびその前駆体が挙げられる。
ポリイミド材料には、ポリイミド、ポリイソイミド、ポリエステルイミド、ポリエーテル
イミド、及びポリアミドイミドが含まれるが、これらの化合物に近い性能を有するポリア
ミド酸、ポリアミド酸エステル、ポリアミド、ポリアミン、ポリチオアミド、ポリウレタ
ン、ポリ尿素、及びポリアゾメチンも含まれる。
【００４１】
 [ディスコティック液晶化合物]
ディスコティック液晶化合物としては、Ｃ．Ｄｅｓｔｒａｄｅらの研究報告、Ｍｏｌ．Ｃ
ｒｙｓｔ．７１巻、１１１頁（１９８１年）に記載されているベンゼン誘導体、Ｃ．Ｄｅ
ｓｔｒａｄｅらの研究報告、Ｍｏｌ．Ｃｒｙｓｔ．１２２巻、１４１頁（１９８５年）、
Ｐｈｙｓｉｃｓｌｅｔｔ，Ａ，７８巻、８２頁（１９９０）に記載されているトルキセン
誘導体、Ｂ．Ｋｏｈｎｅらの研究報告、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．９６巻、７０頁（１９８
４年）に記載されたシクロヘキサン誘導体及びＪ．Ｍ．Ｌｅｈｎらの研究報告、Ｊ．Ｃｈ
ｅｍ．Ｃｏｍｍｕｎ．，１７９４頁（１９８５年）、Ｊ．Ｚｈａｎｇらの研究報告、Ｊ．
Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１６巻、２６５５頁（１９９４年）に記載されているアザク
ラウン系やフェニルアセチレン系マクロサイクルなどを挙げることができる。上記ディス
コティック化合物は、一般的にこれらを分子中心の円盤状の母核とし、直鎖のアルキル基
やアルコキシ基、置換ベンゾイルオキシ基等の基（Ｌ）が放射線状に置換された構造であ
り、液晶性を示す。ただし、このような分子の集合体が一様に配向した場合は負の一軸性
を示すが、この記載に限定されるものではない。
【００４２】
　本発明では、下記一般式（III）で表されるディスコティック液晶性化合物を用いるこ
とが好ましい。
　一般式（III）：　Ｄ（－Ｌ－Ｐ）ｎ

　式中、Ｄは円盤状コアであり、Ｌは二価の連結基であり、Ｐは重合性基であり、ｎは４
～１２の整数である。
【００４３】
　前記式（III）中、円盤状コア（Ｄ）、二価の連結基（Ｌ）および重合性基（Ｐ）の好
ましい具体例は、それぞれ、特開２００１－４８３７号公報に記載の（Ｄ１）～（Ｄ１５
）、（Ｌ１）～（Ｌ２５）、（Ｐ１）～（Ｐ１８）が挙げられ、同公報に記載される円盤
状コア（Ｄ）、二価の連結基（Ｌ）および重合性基（Ｐ）に関する内容をここに好ましく
適用することができる。
【００４４】
上記ディスコティック化合物の好ましい例としては特開２００７－１２１９８６号公報の
［００４５］～［００５５］に記載の化合物を挙げることができる。
【００４５】
［負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層の作製方法］
液晶性化合物を含む組成物から負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層を形成する場合、負ｃ－ｐ
ｌａｔｅ光学異方性層は、例えば、液晶性化合物（好ましくは前記ディスコティック液晶
組成物）を含む組成物を、基板（他の層が形成されていてもよい）上に塗布し、液晶相形
成温度で熟成・配向させたあと、その状態のまま熱または光照射することにより得ること
ができる。例えば、重合性基を有するディスコティック液晶化合物を用いた場合、紫外線
や加熱などによって、ディスコティック分子の円盤面の光軸と層面とのなす角が直交する
ホメオトロピック配向状態のまま固定させることができ、光学異方性を発現させることが
できる。
ポリイミド材料およびその前駆体から負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層を形成する場合は、
例えば、ポリイミド材料およびその前駆体を含む組成物を、基板（他の層が形成されてい
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てもよい）上に塗布し、加熱することにより負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層を得ることが
できる。
【００４６】
［正ａ－ｐｌａｔｅ光学異方性層の作製方法］
本発明の液晶表示装置用基板は、負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層とともに正ａ－ｐｌａｔ
ｅ光学異方性層を含むことにより、液晶層の配向モードがＶＡモードである液晶表示装置
に適用された場合に、コントラスト視野角特性の改善に寄与することができる。液晶性化
合物を含む組成物から正ａ－ｐｌａｔｅ光学異方性層を形成する場合は、通常、基板（基
板上に他の層が形成されていてもよい）の上に、液晶性化合物を含む組成物を塗布し、液
晶相形成温度で熟成・配向させたあと、その状態のまま熱または光照射して、光学異方性
層を得ることができる。
【００４７】
正ａ－ｐｌａｔｅ光学異方性層は負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層上に設けられていること
が好ましいが、正ａ－ｐｌａｔｅ光学異方性層上に負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層が設け
られていてもよい。
負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層に配向層の機能を有する材料を用いることが好ましく、表
面にラビング処理を施すなどして、この層の上に正ａ－ｐｌａｔｅ光学異方性層が形成さ
れることが好ましい。
【００４８】
［水平配向剤］
必要に応じ、液晶性化合物を含む組成物中に、特開２００７－１２１９８６号公報の［０
０６８］～［００７２］に記載の一般式（１）～（３）で表される化合物の少なくとも一
種を含有させることで、液晶性化合物の分子を実質的に水平配向させることが好ましい。
尚、本明細書において「水平配向」とは、棒状液晶の場合、分子長軸と透明支持体の水平
面が平行であることをいい、円盤状液晶の場合、円盤状液晶性化合物のコアの円盤面と透
明支持体の水平面が平行であることをいうが、厳密に平行であることを要求するものでは
なく、本明細書では、水平面とのなす傾斜角が１０度未満の配向を意味するものとする。
傾斜角は０～５度が好ましく、０～３度がより好ましく、０～２度がさらに好ましく、０
～１度が最も好ましい。
【００４９】
前記一般式（１）～（３）で表される化合物の添加量としては、液晶性化合物の質量の０
．０１～２０質量％が好ましく、０．０１～１０質量％がより好ましく、０．０２～１質
量％が特に好ましい。なお、前記一般式（１）～（３）にて表される化合物は、単独で用
いてもよいし、二種以上を併用してもよい。
【００５０】
［塗布液の調製に使用する溶媒］
光学異方性層は、液晶性化合物および下記の重合開始剤や他の添加剤を含む塗布液を、後
述する所定の配向層などの他の層上に、直接、塗布することで形成することが好ましい。
塗布液の調製に使用する溶媒としては、有機溶媒が好ましく用いられる。有機溶媒の例に
は、アミド（例、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド）、スルホキシド（例、ジメチルスルホ
キシド）、ヘテロ環化合物（例、ピリジン）、炭化水素（例、ベンゼン、ヘキサン）、ア
ルキルハライド（例、クロロホルム、ジクロロメタン）、エステル（例、酢酸メチル、酢
酸ブチル）、ケトン（例、アセトン、メチルエチルケトン）、エーテル（例、テトラヒド
ロフラン、１，２－ジメトキシエタン）が含まれる。アルキルハライドおよびケトンが好
ましい。二種類以上の有機溶媒を併用してもよい。
【００５１】
［重合開始剤］
前記光学異方性層は、液晶性化合物を含有する組成物（例えば塗布液）を、後述する段差
を有する層又は配向層の表面に塗布し、所望の液晶相を示す配向状態とした後、該配向状
態を熱又は電離放射線の照射により固定することで作製された層であることが好ましい。
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固定化は、液晶性化合物に導入した反応性基の重合反応により実施することが好ましい。
重合反応には、熱重合開始剤を用いる熱重合反応と光重合開始剤を用いる光重合反応とが
含まれるが、光重合反応がより好ましい。光重合開始剤の例には、α－カルボニル化合物
（米国特許２３６７６６１号、同２３６７６７０号の各明細書記載）、アシロインエーテ
ル（米国特許２４４８８２８号明細書記載）、α－炭化水素置換芳香族アシロイン化合物
（米国特許２７２２５１２号明細書記載）、多核キノン化合物（米国特許３０４６１２７
号、同２９５１７５８号の各明細書記載）、トリアリールイミダゾールダイマーとｐ－ア
ミノフェニルケトンとの組み合わせ（米国特許３５４９３６７号明細書記載）、アクリジ
ンおよびフェナジン化合物（特開昭６０－１０５６６７号公報、米国特許４２３９８５０
号明細書記載）およびオキサジアゾール化合物（米国特許４２１２９７０号明細書記載）
が含まれる。
【００５２】
　光重合開始剤の使用量は、塗布液の固形分の０．０１～２０質量％であることが好まし
く、０．５～５質量％であることがさらに好ましい。液晶性化合物の重合のための光照射
は、紫外線を用いることが好ましい。照射エネルギーは、２０ｍＪ／ｃｍ２～１０Ｊ／ｃ
ｍ２であることが好ましく、１００～８００ｍＪ／ｃｍ２であることがさらに好ましい。
光重合反応を促進するため、窒素雰囲気下あるいは加熱条件下で光照射を実施してもよい
。
【００５３】
［光学異方性層の後処理］
作製された光学異方性層を改質するために、様々な後処理を行ってもよい。後処理として
は例えば、密着性向上の為のコロナ処理や、柔軟性向上の為の可塑剤添加、保存性向上の
為の熱重合禁止剤添加、反応性向上の為のカップリング処理などが挙げられる。また、光
学異方性層中の高分子が未反応の反応性基を有する場合、該反応性基に対応する重合開始
剤を添加することも有効な改質手段である。例えば、カチオン性の反応性基とラジカル性
の反応性基を有する液晶性化合物をカチオン光重合開始剤を用いて重合固定化した光学異
方性層に対してラジカル光重合開始剤を添加することで、後にパターン露光を行う際の未
反応のラジカル性の反応性基の反応を促進することができる。可塑剤や光重合開始剤の添
加手段としては、例えば、光学異方性層を該当する添加剤の溶液に浸漬する手段や、光学
異方性層の上に該当する添加剤の溶液を塗布して浸透させる手段などが挙げられる。また
、光学異方性層の上に他の層を塗布する際にその層の塗布液に添加剤を添加しておき、光
学異方性層に浸漬させる方法もあげられる。
【００５４】
［配向層］
液晶性化合物を含む組成物から光学異方性層を形成する場合には、配向層を利用してもよ
い。配向層は、その上に設けられる液晶性化合物の配向方向を規定するように機能する。
配向層は、光学異方性層に配向性を付与できるものであれば、どのような層でもよい。配
向層の好ましい例としては、有機化合物（好ましくはポリマー）のラビング処理された層
、無機化合物の斜方蒸着層、及びマイクログルーブを有する層、さらにω－トリコサン酸
、ジオクタデシルメチルアンモニウムクロライド及びステアリル酸メチル等のラングミュ
ア・ブロジェット法（ＬＢ膜）により形成される累積膜、あるいは電場あるいは磁場の付
与により誘電体を配向させた層を挙げることができる。
【００５５】
配向層用の有機化合物の例としては、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸／メタクリ
ル酸共重合体、スチレン／マレインイミド共重合体、ポリビニルアルコール、ポリ（Ｎ－
メチロールアクリルアミド）、スチレン／ビニルトルエン共重合体、クロロスルホン化ポ
リエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル
、ポリイミド、酢酸ビニル／塩化ビニル共重合体、エチレン／酢酸ビニル共重合体、カル
ボキシメチルセルロース、ポリエチレン、ポリプロピレン及びポリカーボネート等のポリ
マー及びシランカップリング剤等の化合物を挙げることができる。好ましいポリマーの例
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としては、ポリイミド、ポリスチレン、スチレン誘導体のポリマー、ゼラチン、ポリビル
アルコール及びアルキル基（炭素原子数６以上が好ましい）を有するアルキル変性ポリビ
ルアルコールを挙げることができる。
【００５６】
配向層の形成には、ポリマーを使用するのが好ましい。利用可能なポリマーの種類は、液
晶性化合物の配向（特に平均傾斜角）に応じて決定することができる。例えば、液晶性化
合物を水平に配向させるためには配向層の表面エネルギーを低下させないポリマー（通常
の配向用ポリマー）を用いる。具体的なポリマーの種類については液晶セルまたは光学補
償シートについて種々の文献に記載がある。例えば、ポリビニルアルコールもしくは変性
ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸もしくはポリアクリル酸エステルとの共重合体、
ポリビニルピロリドン、セルロースもしくは変性セルロース等が好ましく用いられる。配
向層用素材には液晶性化合物の反応性基と反応できる官能基を有してもよい。反応性基は
、側鎖に反応性基を有する繰り返し単位を導入するか、あるいは、環状基の置換基として
導入することができる。界面で液晶性化合物と化学結合を形成する配向層を用いることが
より好ましく、かかる配向層としては特開平９－１５２５０９号公報に記載されており、
酸クロライドやカレンズＭＯＩ（昭和電工（株）製）を用いて側鎖にアクリル基を導入し
た変性ポリビニルアルコールが特に好ましい。配向層の厚さは０．０１～５μｍであるこ
とが好ましく、０．０５～２μｍであることがさらに好ましい。配向層は酸素遮断膜とし
ての機能を有していてもよい。
【００５７】
また、ＬＣＤの配向層として広く用いられているポリイミド膜（好ましくはフッ素原子含
有ポリイミド）も有機配向層として好ましい。これはポリアミック酸（例えば、日立化成
工業（株）製のＬＱ／ＬＸシリーズ、日産化学（株）製のＳＥシリーズ等）を支持体面に
塗布し、１００～３００℃で０．５～１時間焼成した後、ラビングすることにより得られ
る。
なお、上述のように、負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層が正ａ－ｐｌａｔｅ光学異方性層形
成用の液晶化合物のための配向層として用いられていてもよい。
【００５８】
また、前記ラビング処理は、ＬＣＤの液晶配向処理工程として広く採用されている処理方
法を利用することができる。即ち、配向層の表面を、紙やガーゼ、フェルト、ゴムあるい
はナイロン、ポリエステル繊維などを用いて一定方向に擦ることにより配向を得る方法を
用いることができる。一般的には、長さ及び太さが均一な繊維を平均的に植毛した布など
を用いて数回程度ラビングを行うことにより実施される。
【００５９】
また、無機斜方蒸着膜の蒸着物質としては、ＳｉＯ２を代表とし、ＴｉＯ２、ＺｎＯ２等
の金属酸化物、あるいやＭｇＦ２等のフッ化物、さらにＡｕ、Ａｌ、等の金属が挙げられ
る。尚、金属酸化物は、高誘電率のものであれば斜方蒸着物質として用いることができ、
上記に限定されるものではない。無機斜方蒸着膜は、蒸着装置を用いて形成することがで
きる。
【００６０】
光学異方性層は、液晶性化合物を仮配向層上で配向させ、その配向を固定化した後、透明
支持体に粘着剤を用いるなどして転写することもできるが、生産性の観点からは転写なし
に直接形成することが好ましい。
【００６１】
［カラーフィルタ層］
カラーフィルタ層は、遮光層（ブラックマトリックス）及び着色層を含む。着色層は、例
えば、赤色着色層（Ｒ）、緑色着色層（Ｇ）、青色着色層（Ｂ）を含むものであればよい
。本発明の液晶表示装置用基板におけるカラーフィルタ層は、従来公知の方法を適宜選択
して、形成すればよい。
【実施例】
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【００６２】
　以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、試
薬、物質量とその割合、操作等は本発明の趣旨から逸脱しない限り適宜変更することがで
きる。従って、本発明の範囲は以下の具体例に制限されるものではない。
＜実施例１＞
【００６３】
（光学異方性層用塗布液Ｃ－１の調製）
　下記の組成物を調製後、孔径０．２μｍのポリプロピレン製フィルタでろ過して、光学
異方性層用塗布液ＬＣ－１として用いた。
Ｃ－１－１は特開平２００１－１６６１４７号公報に記載の方法で合成した。
Ｃ－１－２はＴｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．誌、第４３巻、６７９３頁（２００２
）に記載の方法に準じて合成した。
─────────────────────────────────―――――
光学異方性層用塗布液Ｃ－１組成（質量％）
──────────────────────────────────――――
円盤状液晶性化合物（Ｃ－１－１）　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０
エチレンオキサイド変成トリメチロールプロパントリアクリレート
（Ｖ＃３６０、大阪有機化学（株）製）　　　　　　　　　　　　　　　　３．３
光重合開始剤
（イルガキュア９０７、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）　　１．０
増感剤（カヤキュアＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）　　　　　　　　　　　０．３３
水平配向剤　（Ｃ－１－２）　　　　　　　　　                      　０．２７
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６５．１
──────────────────────────────────――――
【００６４】
【化７】

【００６５】
（光学異方性層用塗布液Ｃ－２の調製）
　下記の組成物を調製後、孔径０．２μｍのポリプロピレン製フィルタでろ過して、光学
異方性層用塗布液Ｃ－２とした。
──────────────────────────────────――――
光学異方性層用塗布液Ｃ－２組成（％）
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──────────────────────────────────――――
ポリイミド（Ｃ－２－１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．００
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０．００
──────────────────────────────────――――
【００６６】
【化８】

【００６７】
（光学異方性層用塗布液Ｃ－３の調製）
乾燥窒素気流下、トランス－１，４－ジアミノシクロヘキサン１０．９６ｇとビス（３－
アミノプロピル）テトラメチルジシロキサン０．９９ｇをＮ－メチル－２－ピロリドン１
７７．２８ｇに溶解した。その後、３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二
無水物２８．２５ｇとＮ－メチル－２－ピロリドン４０．００ｇを加え、６０℃で３時間
攪拌した。さらに、無水フタル酸１．１８ｇを加えた後、６０℃で３時間攪拌し、透明で
粘稠なポリアミック酸溶液を得た。これを、孔径０．２μｍのポリプロピレン製フィルタ
でろ過して、光学異方性層用塗布液Ｃ－３とした。
【００６８】
（光学異方性層用塗布液Ａ－１の調製）
　下記の組成物を調製後、孔径０．２μｍのポリプロピレン製フィルタでろ過して、光学
異方性層用塗布液Ａ－１として用いた。
Ａ－１－１はＷＯ９３／２２３９７に記載の方法を基に合成した。
──────────────────────────────────――─―
光学異方性層用塗布液Ａ－１組成（質量％）
──────────────────────────────────―─―─
棒状液晶（Ａ－１－１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１．９３
水平配向剤（Ｃ－１－２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０７
ラジカル系光重合開始剤（ＩＲＧＡＣＵＲＥ９０７、
チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）　　　　　　　　　　　　　１．００　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
光重合促進剤（ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＤＥＴＸ－Ｓ、日本化薬（株）製）　　０．３３
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６６．６７
──────────────────────────────────―─―─
【００６９】
【化９】
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【００７０】
（光学異方性層用塗布液Ａ－２の調製）
　下記の組成物を調製後、孔径０．２μｍのポリプロピレン製フィルタでろ過して、光学
異方性層用塗布液Ａ－２として用いた。
　Ａ－２－１は特開２００４－１２３８８２号公報に記載の方法を基に合成した。
──────────────────────────────────――――
光学異方性層用塗布液Ａ－２組成（％）
──────────────────────────────────――――
棒状液晶（Ａ－２－１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９．５７
水平配向剤（Ｃ－１－２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
カチオン光重合開始剤（Ｃｙｒａｃｕｒｅ　ＵＶＩ６９７４、ダウ・ケミカル）
０．４０
重合制御剤（ＩＲＧＡＮＯＸ１０７６、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０．００
──────────────────────────────────――――
【００７１】
【化１０】

【００７２】
（感光性樹脂層用塗布液Ｗ－１の調製の調製）
　下記の組成物を調製後、孔径０．２μｍのポリプロピレン製フィルタでろ過して、光学
異方性層用塗布液Ｗ－１として用いた。
──────────────────────────────────――――――
感光性樹脂層用塗布液Ｗ－１組成（質量％）
──────────────────────────────────――――――
ベンジルメタクリレート／メタクリル酸／メタクリル酸メチル　＝３５．９／２２．４／
４１．７モル比のランダム共重合物（重量平均分子量３．８万）　 ８．０５
ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（日本化薬（株）製）                 ４．８３
ラジカル光重合開始剤（２－トリクロロメチル－５－（ｐ－スチリルスチリル）１，３，
４－オキサジアゾール）                               　　 　 ０．１２
ハイドロキノンモノメチルエーテル                             ０．００２
メガファックＦ－１７６ＰＦ（大日本インキ化学工業（株）製）   ０．０５
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート           ３４．８０
メチルエチルケトン                                      　 ５０．５３８
メタノール                                               　　１．６１
──────────────────────────────────――――――
【００７３】
（感光性樹脂層用塗布液Ｋ－１の調製）
　感光性樹脂層用塗布液Ｋ－１は、まず表１に記載の量のＫ顔料分散物１、プロピレング
リコールモノメチルエーテルアセテートをはかり取り、温度２４℃（±２℃）で混合して
１５０ｒｐｍ１０分間攪拌し、次いで、メチルエチルケトン、ベンジルメタクリレート／
メタクリル酸＝７８／２２モル比のランダム共重合物（重量平均分子量４万）、ハイドロ
キノンモノメチルエーテル、ＤＰＨＡ、２－トリクロロメチル－５－（ｐ－スチリルスチ
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リル）１，３，４－オキサジアゾール、メガファックＦ－１７６ＰＦをはかり取り、温度
２５℃（±２℃）でこの順に添加して、温度４０℃（±２℃）で１５０ｒｐｍ３０分間攪
拌することによって得た。
【００７４】
【表１】

【００７５】
［Ｋ顔料分散物組成］
──────────────────────────────────――────
Ｋ顔料分散物組成（質量％）
──────────────────────────────────――────
カーボンブラック（デグッサ社製、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　２５０）　１３．１
５－［３－オキソ－２－［４－［３，５-ビス（３－ジエチルアミノプロピルアミノカル
ボニル）フェニル］アミノカルボニル］フェニルアゾ］－ブチロイルアミノベンズイミダ
ゾロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ０．６５
ベンジルメタクリレート／メタクリル酸＝７２／２８モル比のランダム共重合物
（重量平均分子量３．７万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　６．７２
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　  　　７９．５３
──────────────────────────────────――────
【００７６】
＜実施例２＞
（負ｃ－ｐｌａｔｅ層基板１の作製）
無アルカリガラス基板を、２５℃に調整したガラス洗浄剤液をシャワーにより２０秒間吹
き付けながらナイロン毛を有する回転ブラシで洗浄、および純水シャワー洗浄し、基板予
備加熱装置で１００℃２分加熱した。その後、上記ガラス基板上に前記の光学異方性層用
塗布液Ｃ－１をスピンコート塗布し、膜面温度が１２５℃３分間加熱乾燥熟成して均一な
液晶相を有する層を形成した後、空気下にて１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ
（アイグラフィックス（株）製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ
／ｃｍ２の紫外線を照射して固定化し、負ｃ－ｐｌａｔｅ層１を形成した。
【００７７】
（負ｃ－ｐｌａｔｅ層基板２の作製）
光学異方性層用塗布液Ｃ－１の代わりに、光学異方性層用塗布液Ｃ－２を用い、塗布乾燥
後に２３０℃１時間で焼成する以外は負ｃ－ｐｌａｔｅ層１と同様にして、膜厚６．５μ
ｍの負ｃ－ｐｌａｔｅ層２を形成した。



(21) JP 2010-197921 A 2010.9.9

10

20

30

40

50

【００７８】
（負ｃ－ｐｌａｔｅ層基板３の作製）
光学異方性層用塗布液Ｃ－１の代わりに、光学異方性層用塗布液Ｃ－３を用い、該塗布液
塗布後の乾燥を１２０℃２０分で行い、その後２４０℃３０分で焼成する以外は、負ｃ－
ｐｌａｔｅ層基板１と同様にして、膜厚２．０μｍの負ｃ－ｐｌａｔｅ層基板３を形成し
た。
【００７９】
＜実施例２＞
（正ａ－ｐｌａｔｅ層１の形成）
負ｃ－ｐｌａｔｅ層１上に配向層用塗布液（ＲＮ１１９９Ａ、日産化学工業（株）製）を
塗布、乾燥させて２２０℃１時間で焼成して形成した配向膜をラビング処理した。焼成後
の基板の膜厚は６０ｎｍであった。上記配向膜上に光学異方性層用塗布液Ａ－１を塗布し
、これを膜面温度１０５℃で２分間乾燥し、液晶相状態とした。その後、空気下にて１６
０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて、照度
４００ｍＷ／ｃｍ２、照射量３００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射してその配向状態を固定
化して、厚さ１．２μｍの正ａ－ｐｌａｔｅ層１を形成した。
【００８０】
（正ａ－ｐｌａｔｅ層２の形成）
ラビング処理した負ｃ－ｐｌａｔｅ層２上に光学異方性層用塗布液Ａ－２を塗布し、膜面
温度１０５℃で２分間乾燥し、液晶相状態とした後、空気下にて１６０Ｗ／ｃｍの空冷メ
タルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて、照度２４０ｍＷ／ｃｍ２

、照射量６００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射してその配向状態を固定化して、厚さ１．８
μｍの光学異方性層を形成した。さらにこの上に、感光性樹脂層用塗布液Ｗ－１を塗布、
乾燥して厚さ１．０μｍの感光性樹脂層を形成した。
この状態で、超高圧水銀灯を有するプロキシミティー型露光機（日立電子エンジニアリン
グ株式会社製）で、マスク（画像パターンを有す石英露光マスク）を垂直に立て、露光マ
スク面と前記感光性樹脂層の間の距離を２００μｍに設定し、露光量が２５ｍＪ／ｃｍ２

でＵＶ露光した領域Ｒ、露光量が２２ｍＪ／ｃｍ２でＵＶ露光した領域Ｇ、露光量が１６
ｍＪ／ｃｍ２でＵＶ露光した領域Ｂを形成した。最後に、２３０℃のマッフル炉で１時間
ベークして、レターデーションパターンを有する正ａ－ｐｌａｔｅ層２を形成した。
【００８１】
（正ａ－ｐｌａｔｅ層３の形成）
ラビング処理した負ｃ－ｐｌａｔｅ層３上に光学異方性層用塗布液Ａ－２を塗布し、膜面
温度１０５℃で２分間乾燥し、液晶相状態とした後、空気下にて１６０Ｗ／ｃｍの空冷メ
タルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて、照度２４０ｍＷ／ｃｍ２

、照射量６００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射してその配向状態を固定化して、厚さ１．８
μｍの光学異方性層を形成した。さらにこの上に、感光性樹脂層用塗布液Ｋ－１を塗布、
乾燥して厚さ２．０μｍの感光性樹脂層を形成した。
この状態で、超高圧水銀灯を有するプロキシミティー型露光機（日立電子エンジニアリン
グ株式会社製）で、基板とマスク（画像パターンを有す石英露光マスク）を垂直に立てた
状態で、露光マスク面と該感光性樹脂層の間の距離を２００μｍに設定し、露光量５００
ｍＪ／ｃｍ２でパターン露光し、炭酸Ｎａ系現像液（０．０６ｍｏｌ／Ｌの炭酸水素ナト
リウム、同濃度の炭酸ナトリウム、１％のジブチルナフタレンスルホン酸ナトリウム、ア
ニオン界面活性剤、消泡剤、安定剤含有、商品名：Ｔ－ＣＤ１、富士写真フイルム（株）
製）と２－プロパノールの混合液を用い、コーン型ノズル圧力０．１５ＭＰａでシャワー
現像しつつ、ポリエステルブラシがけを行い、感光性樹脂層を現像しブラックマトリック
スを形成した。
超高圧水銀灯を有するプロキシミティー型露光機（日立電子エンジニアリング株式会社製
）で、基板とマスク（画像パターンを有す石英露光マスク）を垂直に立てた状態で、露光
マスク面と該ブラックマトリクスの間の距離を２００μｍに設定し、露光量が６３ｍＪ／
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ｃｍ２でＵＶ露光した領域Ｒ、露光量が５５ｍＪ／ｃｍ２でＵＶ露光した領域Ｇ、露光量
が４０ｍＪ／ｃｍ２でＵＶ露光した領域Ｂを形成した。最後に、２３０℃で１時間ベーク
して、レターデーションのパターンを有する正ａ－ｐｌａｔｅ層３を形成した。
【００８２】
＜実施例３＞
（位相差測定用基板１の形成）
負ｃ－ｐｌａｔｅ層１の代わりに、２５℃に調整したガラス洗浄剤液をシャワーにより２
０秒間吹き付けながらナイロン毛を有する回転ブラシで洗浄、および純水シャワー洗浄し
、基板予備加熱装置で１００℃２分加熱した無アルカリガラス基板を用いた以外は、上記
の正ａ－ｐｌａｔｅ層１の形成と同様の方法で位相差測定用基板１を作製した。
【００８３】
（位相差測定用基板２－Ｒの形成）
無アルカリガラス基板を２５℃に調整したガラス洗浄剤液をシャワーにより２０秒間吹き
付けながらナイロン毛を有する回転ブラシで洗浄、および純水シャワー洗浄し、基板予備
加熱装置で１００℃２分加熱した。この基板上に配向層用塗布液（ＲＮ１１９９Ａ、日産
化学工業（株）製）を塗布、乾燥させて２２０℃１時間で焼成して形成した配向膜をラビ
ング処理した。焼成後の基板の膜厚は６０ｎｍであった。
次に、光学異方性層用塗布液Ａ－２を塗布し、膜面温度１０５℃で２分間乾燥し、液晶相
状態とした後、空気下にて１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィッ
クス（株）製）を用いて、照度２４０ｍＷ／ｃｍ２、照射量６００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線
を照射してその配向状態を固定化して、厚さ１．８μｍの光学異方性層を形成した。さら
にこの上に、感光性樹脂層用塗布液Ｗ－１を塗布、乾燥して厚さ１．０μｍの感光性樹脂
層を形成した。
この感光性樹脂層に対し、超高圧水銀灯を有するプロキシミティー型露光機（日立電子エ
ンジニアリング株式会社製）を用いて、露光量２５ｍＪ／ｃｍ２となるように全面ＵＶ露
光し、２３０℃のマッフル炉で１時間ベークして、位相差測定用基板２－Ｒを作製した。
【００８４】
（位相差測定用基板２－Ｇの形成）
感光性樹脂層に対する全面ＵＶ露光の露光量を２２ｍＪ／ｃｍ２にする以外は位相差測定
用基板２－Ｒの形成と同様の方法で位相差測定用基板２－Ｇを作製した。
【００８５】
（位相差測定用基板２－Ｂの形成）
感光性樹脂層に対する全面ＵＶ露光の露光量を１６ｍＪ／ｃｍ２にする以外は位相差測定
用基板２－Ｒの形成と同様の方法で、位相差測定用基板２－Ｂを作製した。
【００８６】
（位相差測定用基板３－Ｒの形成）
無アルカリガラス基板を２５℃に調整したガラス洗浄剤液をシャワーにより２０秒間吹き
付けながらナイロン毛を有する回転ブラシで洗浄、および純水シャワー洗浄し、基板予備
加熱装置で１００℃２分加熱した。この基板上に配向層用塗布液（ＲＮ１１９９Ａ、日産
化学工業（株）製）を塗布、乾燥させて２２０℃１時間で焼成して形成した配向膜をラビ
ング処理した。焼成後の基板の膜厚は６０ｎｍであった。
次に、光学異方性層用塗布液Ａ－２を塗布し、膜面温度１０５℃で２分間乾燥し、液晶相
状態とした後、空気下にて１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィッ
クス（株）製）を用いて、照度２４０ｍＷ／ｃｍ２、照射量６００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線
を照射してその配向状態を固定化して、厚さ１．８μｍの光学異方性層を形成した。さら
にこの上に、感光性樹脂層用塗布液Ｋ－１を塗布、乾燥して厚さ２．０μｍの感光性樹脂
層を形成した。
【００８７】
この状態で、炭酸Ｎａ系現像液（０．０６ｍｏｌ／Ｌの炭酸水素ナトリウム、同濃度の炭
酸ナトリウム、１％のジブチルナフタレンスルホン酸ナトリウム、アニオン界面活性剤、
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消泡剤、安定剤含有、商品名：Ｔ－ＣＤ１、富士写真フイルム（株）製）と２－プロパノ
ールの混合液を用い、コーン型ノズル圧力０．１５ＭＰａでシャワー現像しつつ、ポリエ
ステルブラシがけを行い、感光性樹脂層を現像した。
最後に、超高圧水銀灯を有するプロキシミティー型露光機（日立電子エンジニアリング株
式会社製）を用いて、露光量６３ｍＪ／ｃｍ２となるように全面ＵＶ露光し、２３０℃の
マッフル炉で１時間ベークして、位相差測定用基板３－Ｒを作製した。
【００８８】
（位相差測定用基板３－Ｇの形成）
感光性樹脂層現像後の全面ＵＶ露光の露光量を５５ｍＪ／ｃｍ２にする以外は位相差測定
用基板３－Ｒの形成と同様の方法で、位相差測定用基板３－Ｇを作製した。
【００８９】
（位相差測定用基板３－Ｂの形成）
感光性樹脂層現像後の全面ＵＶ露光の露光量を４０ｍＪ／ｃｍ２にする以外は位相差測定
用基板３－Ｒの形成と同様の方法で、位相差測定用基板３－Ｂを作製した。
【００９０】
（位相差測定）
ファイバ型分光計を用いた平行ニコル法により、波長５５０ｎｍにおける正面レターデー
ションＲｅ（０）および遅相軸を回転軸として±４０度サンプルを傾斜させたときのレタ
ーデーションＲｅ（４０）、Ｒｅ（－４０）を測定した。各基板の位相差測定結果を表２
に示す。
【表２】

【００９１】
＜実施例４＞
（カラーフィルタ基板１の作製）
ＦＵＪＩＦＩＬＭ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　＆　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　Ｎｏ．４４（１９
９９）の２５頁に記載のトランサーシステム（富士写真フイルム（株）製）を用いて、負
ｃ－ｐｌａｔｅ層１上に形成した正ａ－ｐｌａｔｅ層１上に、ブラックマトリクスおよび
ＲＧＢの３色のカラーフィルタを形成し、カラーフィルタ基板１を得た。
【００９２】
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（カラーフィルタ基板２の作製）
ＦＵＪＩＦＩＬＭ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　＆　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　Ｎｏ．４４（１９
９９）の２５頁に記載のトランサーシステム（富士写真フイルム（株）製）を用いて、負
ｃ－ｐｌａｔｅ層２上に形成した正ａ－ｐｌａｔｅ層２上に、ブラックマトリクスおよび
ＲＧＢの３色のカラーフィルタを形成し、カラーフィルタ基板２を得た。
ここで、領域Ｒ上にＲのカラーフィルタ、領域Ｇ上にＧのカラーフィルタ、領域Ｂ上にＢ
のカラーフィルタとなるように作製した。
【００９３】
（カラーフィルタ基板３の作製）
ＦＵＪＩＦＩＬＭ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　＆　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　Ｎｏ．４４（１９
９９）の２５頁に記載のトランサーシステム（富士写真フイルム（株）製）を用いて、負
ｃ－ｐｌａｔｅ層３上に形成した正ａ－ｐｌａｔｅ層３およびブラックマトリクス上に、
ＲＧＢの３色のカラーフィルタを形成し、カラーフィルタ基板３得た。
ここでも、領域Ｒ上にＲのカラーフィルタ、領域Ｇ上にＧのカラーフィルタ、領域Ｂ上に
Ｂのカラーフィルタとなるように作製した。
【００９４】
（カラーフィルタ基板４の作製）
無アルカリガラス基板を２５℃に調整したガラス洗浄剤液をシャワーにより２０秒間吹き
付けながらナイロン毛を有する回転ブラシで洗浄、および純水シャワー洗浄し、基板予備
加熱装置で１００℃２分加熱した。この基板上に正ａ－ｐｌａｔｅ層１、負ｃ－ｐｌａｔ
ｅ層１を、上記と同様の方法でこの順に形成した。さらに、ＦＵＪＩＦＩＬＭ　ＲＥＳＥ
ＡＲＣＨ　＆　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　Ｎｏ．４４（１９９９）の２５頁に記載のトラ
ンサーシステム（富士写真フイルム（株）製）を用いてブラックマトリクスおよびＲＧＢ
の３色のカラーフィルタを形成し、カラーフィルタ基板４を得た。
【００９５】
＜比較例１＞
（カラーフィルタ基板５の作製）
ＦＵＪＩＦＩＬＭ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　＆　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　Ｎｏ．４４（１９
９９）の２５頁に記載のトランサーシステム（富士写真フイルム（株）製）を用いてブラ
ックマトリクスおよびＲＧＢの３色のカラーフィルタを有するカラーフィルタを作製し、
正ａ－ｐｌａｔｅ層１、負ｃ－ｐｌａｔｅ層１を上記と同様の方法でこの順に形成し、カ
ラーフィルタ基板５を得た。
【００９６】
（カラーフィルタ基板６の作製）
ＦＵＪＩＦＩＬＭ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　＆　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　Ｎｏ．４４（１９
９９）の２５頁に記載のトランサーシステム（富士写真フイルム（株）製）を用いてブラ
ックマトリクスおよびＲＧＢの３色のカラーフィルタを有するカラーフィルタを作製し、
負ｃ－ｐｌａｔｅ層２、正ａ－ｐｌａｔｅ層２を上記と同様の方法でこの順に形成し、カ
ラーフィルタ基板６を得た。
ここでも、領域Ｒ上にＲのカラーフィルタ、領域Ｇ上にＧのカラーフィルタ、領域Ｂ上に
Ｂのカラーフィルタとなるように作製した。
【００９７】
（カラーフィルタ基板７の作製）
ＦＵＪＩＦＩＬＭ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　＆　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　Ｎｏ．４４（１９
９９）の２５頁に記載のトランサーシステム（富士写真フイルム（株）製）を用いてブラ
ックマトリクスおよびＲＧＢの３色のカラーフィルタを有するカラーフィルタを作製し、
この上に、負ｃ－ｐｌａｔｅ層３を上記と同様の方法で形成した。
次に、ラビング処理した負ｃ－ｐｌａｔｅ層３上に光学異方性層用塗布液Ａ－２を塗布し
、膜面温度１０５℃で２分間乾燥し、液晶相状態とした後、空気下にて１６０Ｗ／ｃｍの
空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて、照度２４０ｍＷ／
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ｃｍ２、照射量６００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射してその配向状態を固定化して、厚さ
１．８μｍの光学異方性層を形成した。さらにこの上に、感光性樹脂層用塗布液Ｋ－１を
塗布、乾燥して厚さ２．０μｍの感光性樹脂層を形成した。
【００９８】
その後、炭酸Ｎａ系現像液（０．０６ｍｏｌ／Ｌの炭酸水素ナトリウム、同濃度の炭酸ナ
トリウム、１％のジブチルナフタレンスルホン酸ナトリウム、アニオン界面活性剤、消泡
剤、安定剤含有、商品名：Ｔ－ＣＤ１、富士写真フイルム（株）製）と２－プロパノール
の混合液を用い、コーン型ノズル圧力０．１５ＭＰａでシャワー現像しつつ、ポリエステ
ルブラシがけを行い、感光性樹脂層を現像した。
さらに、超高圧水銀灯を有するプロキシミティー型露光機（日立電子エンジニアリング株
式会社製）で、基板とマスク（画像パターンを有す石英露光マスク）を垂直に立てた状態
で、露光マスク面と該ブラックマトリクスの間の距離を２００μｍに設定し、露光量が６
３ｍＪ／ｃｍ２でＵＶ露光した領域Ｒ、露光量が５５ｍＪ／ｃｍ２でＵＶ露光した領域Ｇ
、露光量が４０ｍＪ／ｃｍ２でＵＶ露光した領域Ｂを形成した。最後に、２３０℃で１時
間ベークして、レターデーションのパターンを有する正ａ－ｐｌａｔｅ層を形成し、カラ
ーフィルタ基板７を得た。
ここでも、領域Ｒ上にＲのカラーフィルタ、領域Ｇ上にＧのカラーフィルタ、領域Ｂ上に
Ｂのカラーフィルタとなるように作製した。
【００９９】
（カラーフィルタ基板８の作製）
ＦＵＪＩＦＩＬＭ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　＆　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　Ｎｏ．４４（１９
９９）の２５頁に記載のトランサーシステム（富士写真フイルム（株）製）を用いてブラ
ックマトリクスおよびＲＧＢの３色のカラーフィルタを有するカラーフィルタを作製し、
正ａ－ｐｌａｔｅ層１、負ｃ－ｐｌａｔｅ層１を同様の方法でこの順に形成し、カラーフ
ィルタ基板８を得た。
【０１００】
（実施例５：ＶＡ型液晶表示装置の作製）
カラーフィルタ基板１と、その対向基板となるＴＦＴ層を設けたガラス基板に対し、ＩＴ
Ｏのスパッタリングにより透明電極膜を形成し、その上にポリイミドの配向膜を設けた。
カラーフィルタの画素群の周囲に設けられたブラックマトリックスの外枠に相当する位置
に、スペーサ粒子を含有するエポキシ樹脂のシール剤を印刷し、実施例１の液晶表示装置
用基板と対向基板とを１０ｋｇ／ｃｍの圧力で貼り合わせた。次いで、１５０℃、９０分
で熱処理し、シール剤を硬化させ、２枚のガラス基板の積層体を得た。このガラス基板積
層体を真空下で脱気し、その後大気圧に戻して２枚のガラス基板の間隙に液晶を注入し、
液晶セルを得た。この液晶セルの両面に、（株）サンリッツ製の偏光板ＨＬＣ２－２５１
８を貼り付けた。カラー液晶表示装置用冷陰極管バックライトとしては、ＢａＭｇ２Ａｌ

１６Ｏ２７：Ｅｕ，Ｍｎと、ＬａＰＯ４ ：Ｃｅ，Ｔｂとを質量比５０：５０で混合した
蛍光体を緑色（Ｇ）、Ｙ２Ｏ３：Ｅｕを赤色（Ｒ）、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７ ：Ｅｕを
青色（Ｂ）として、任意の色調を持つ白色の三波長蛍光ランプを作製した。このバックラ
イト上に前記の偏光板を付与した液晶セルを設置し、これを実施例５の液晶表示装置とし
た。
【０１０１】
（実施例６：ＶＡ型液晶表示装置の作製）
カラーフィルタ基板１の代わりに、カラーフィルタ基板２を用いる以外は実施例５と同様
の方法で作製した液晶表示装置を実施例６の液晶表示装置とした。
【０１０２】
（実施例７：ＶＡ型液晶表示装置の作製）
カラーフィルタ基板１の代わりに、カラーフィルタ基板３を用いる以外は実施例５と同様
の方法で作製した液晶表示装置を実施例７の液晶表示装置とした。
【０１０３】
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（実施例８：ＶＡ型液晶表示装置の作製）
カラーフィルタ基板１の代わりに、カラーフィルタ基板４を用いる以外は実施例５と同様
の方法で作製した液晶表示装置を実施例７の液晶表示装置とした。
【０１０４】
（比較例２：ＶＡ型液晶表示装置の作製）
カラーフィルタ基板１の代わりに、カラーフィルタ基板５用いる以外は実施例５と同様の
方法で作製した液晶表示装置を比較例２の液晶表示装置とした。
【０１０５】
（比較例３：ＶＡ型液晶表示装置の作製）
カラーフィルタ基板１の代わりに、カラーフィルタ基板６を用いる以外は実施例５と同様
の方法で作製した液晶表示装置を比較例３の液晶表示装置とした。
【０１０６】
（比較例４：ＶＡ型液晶表示装置の作製）
カラーフィルタ基板１の代わりに、カラーフィルタ基板７を用いる以外は実施例５と同様
の方法で作製した液晶表示装置を比較例４の液晶表示装置とした。
【０１０７】
（比較例５：ＶＡ型液晶表示装置の作製）
カラーフィルタ基板１の代わりに、カラーフィルタ基板８を用いる以外は実施例５と同様
の方法で作製した液晶表示装置を比較例５の液晶表示装置とした。
【０１０８】
実施例５、６、７、８及び、比較例２、３、４、５の液晶表示装置それぞれについて、黒
表示（電圧無印加）時における正面および右斜め上４５度方向の目視観察評価結果を表３
に示す。
【０１０９】
【表３】

【符号の説明】
【０１１０】
１　ガラス基板
２　配向層
３　カラーフィルタ層
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４　ブラックマトリックス
５　感光性樹脂層
１１　正ａ－ｐｌａｔｅ光学異方性層
１２　負ｃ－ｐｌａｔｅ光学異方性層

【図１】
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